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Lackschicht

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Beschichten

eines Substrats (26) mit einem Lack, mit den

folgenden Schritten:

- zunachst wird der Lack gleichmaBig auf das
Substrat (26) aufgebracht,

- anschlieBend wird der Lésungsmittelanteil des auf
dem Substrat (26) aufgebrachten Lackes (30)

verringert,
- danach wird das beschichtete Substrat (26) einer
Lésungsmittelatmosphére in einem

Behandlungsraum (12) ausgesetzt.
Die Erfindung betrifft ferner eine Vorrichtung zum
Planarisieren einer Lackschicht.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Beschichten eines Substrats mit einem Lack
sowie eine Vorrichtung zur Durchfiihrung dieses Verfahrens, zum Planarisieren einer Lack-
schicht auf einem Substrat.

[0002] In Mikro- und Nanofabrikationsprozessen kommen Ublicherweise Lacke zum Einsatz, die
auf das zu bearbeitende Substrat in einer Schicht aufgetragen werden. Mithilfe dieser Lacke
kdénnen z. B. Masken auf den Substraten erzeugt werden, mit deren Hilfe auf dem Substrat eine
gewlinschte Struktur erzeugt werden oder Bearbeitung erfolgen kann. Zu diesem Zweck sind
die Lacke beispielsweise lichtempfindlich, sodass die gewiinschte Struktur mithilfe einer opti-
schen Abbildung von einer Fotomaske auf den lichtempfindlichen Lack Ubertragen werden
kann.

[0003] Um optimale Ergebnisse zu erzielen, ist es auBerst wichtig, dass die aufgetragene Lack-
schicht frei von Unebenheiten und Partikeln ist. Neben Rotationsverfahren kommen zum Auf-
bringen des Lackes auf das Substrat auch Spriihverfahren zum Einsatz, bei denen der Lack
mittels einer Diise auf das Substrat gespriiht wird. Insbesondere bei Substraten mit Topogra-
fien, d.h. Substraten, die selbst bereits vertikale, dreidimensionale Strukturen auf ihrer Oberfla-
che aufweisen, kann eine méglichst homogene Lackschicht wirtschaftlich nur durch Aufspriihen
des Lackes erreicht werden.

[0004] Jedoch bilden sich beim Aufspriihen des Lackes Lackpartikel auf der Lackschicht, da
eine gewisse Anzahl von Lacktropfen wéhrend des Fluges zwischen der Dise und Substrat
austrocknet und dann bereits als (fast) ausgehértete Lackpartikel auf die Oberflaiche des Sub-
strats bzw. des dort vorhandenen Lacks auftreffen. Diese Lackpartikel sammeln sich auf der
aufgespruhten Lackschicht und fihren zu Problemen beim weiteren Verarbeiten, beispielsweise
beim Belichten, sowie schlussendlich zu lokalen Defekten an den erzeugten Strukturen.

[0005] Aus DE 103 51 963 A1 ist ein Verfahren zum Belacken von Halbleitersubstraten be-
kannt, bei dem ein Lack auf ein Substrat durch Spraycoating aufgetragen wird. AnschlieBend
wird das belackte Substrat einem Strom aus gasférmigem Lésungsmittel ausgesetzt. Danach
wird das belackte und planarisierte Substrat ausgebacken. Dabei ist lediglich ein Strom aus
Lésungsmittel geoffenbart.

[0006] US 4 794 021 A, (und ahnlich US 2001/0001407 A1) offenbart eine Technik zum Be-
schichten und Planarisieren von Wafern, wobei Lack durch Spincoating auf einen Wafer aufge-
bracht und anschlieBend kontrolliert getrocknet wird. Dies geschieht durch Erhitzen des Wafers
in einem Behandlungsraum, wobei die Konzentration von Lésungsmitteldampf in der Atmospha-
re des Behandlungsraumes kontrolliert wird.

[0007] Die US 2002/0150691 A1, offenbart ein Beschichten von Substraten, wobei zun&chst ein
Lack durch Spraycoating aufgetragen wird, anschlieBend das Substrat einer Lésungsmittelat-
mosphédre ausgesetzt und danach vakuumgetrocknet wird. AbschlieBend wird das Substrat
ausgebacken.

[0008] Es ist Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren sowie eine Vorrichtung bereitzustellen, bei
dem die auf dem Substrat aufgebrachte Lackschicht eben und frei von Lackpartikeln ist.

[0009] Die Aufgabe wird geldst durch ein Verfahren zum Beschichten eines Substrats mit einem
Lack, bei dem zunachst der Lack gleichméBig auf das Substrat aufgebracht wird, anschlieend
der Lésungsmittanteil des auf dem Substrat aufgebrachten Lackes verringert wird und danach
das beschichtete Substrat einer Lésungsmittelatmosphére in einem Behandlungsraum ausge-
setzt wird. Indem das beschichtete Substrat einer Lésungsmittelatmosphédre ausgesetzt wird,
werden die Lackpartikel, die sich auf dem Substrat gebildet haben, aufgeldst. Da aber vorher
der Ldésungsmittelanteil des Substrats verringert wurde, ist sichergestellt, dass der auf dem
Substrat aufgebrachte Lack auch bei der Behandlung in einer Lésungsmittelatmosphére nicht
weiter flieBt bzw. wieder zu flieBen beginnt. So ist gewahrleistet, dass das Substrat vollstandig,
auch an steilen Stellen einer eventuell vorhandenen Topografie, mit Lack bedeckt bleibt.
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[0010] Der Lésungsmittelanteil des aufgetragenen Lacks muss bis und wahrend das Substrat
der Lésungsmittelatmosphédre ausgesetzt wird, in einem Bereich gehalten werden, in dem die
Viskositat des aufgetragenen Lackes geniigend grof3 ist, sodass der Lack nicht mehr flieft.
Gleichzeitig darf der Lésungsmittelanteil nicht derart verringert worden sein, dass die Lackparti-
kel oder Unebenheiten durch die Lésungsmittelatmosphare nicht mehr aufgelést werden kon-
nen.

[0011] Dabei wird unter dem Begriff ,Lack” in diesem Zusammenhang eine Mischung aus ei-
nem L&sungsmittel und einem flr die gewiinschte Anwendung passenden Lack verstanden.

[0012] Vorzugsweise wird das beschichtete Substrat, nachdem es der Lésungsmittelatmospha-
re ausgesetzt wurde, erhitzt, wodurch der aufgebrachte Lack einem Softbake unterzogen wird.
Durch den Softbake wird der Lésungsmittelanteil des Lackes so weit verringert, dass der Lack
vollsténdig erstarrt und weiterverarbeitet, z. B. belichtet werden kann.

[0013] Um den Lésungsmittelanteil des auf das Substrat aufgebrachten Lacks in der gewiinsch-
ten Weise zu verringern, kann das beschichtete Substrat einem Vakuum ausgesetzt werden.
Auf diese Weise verdampft ein Teil des flichtigen Lésungsmittels, sodass die Viskositat des
Lackes erhéht wird.

[0014] Dabei wird unter einem Vakuum ein Druck von unter 0,3 bar verstanden.

[0015] In einer Ausflihrungsvariante wird das beschichtete Substrat erhitzt, um den Lésungsmit-
telanteil des auf dem Substrat aufgebrachten Lackes zu verringern, wodurch ebenfalls die
Viskositat des Lackes erhéht wird.

[0016] In einer Ausgestaltung der Erfindung weist die L&sungsmittelatmosphére einen L§-
sungsmittelanteil von wenigstens 50 Mol-%, insbesondere wenigstens 70 Mol-% auf. Diese
Werte haben sich als besonders geeignet herausgestellt, um Unebenheiten und Lackpartikel
auf dem aufgebrachten Lack aufzulésen und dadurch zu entfernen.

[0017] Das L&sungsmittel kann Aceton oder Methylethylketon sein, wodurch preiswerte und
bekannte Lésungsmittel verwendet werden kénnen.

[0018] In einer Ausgestaltung der Erfindung liegt die Temperatur der Lésungsmittelatmosphare
oberhalb der Siedetemperatur des L&sungsmittels, wodurch eine Kondensation des Ldsungs-
mittels verhindert wird, die zu unerwiinschten Lésungsmitteltropfen fiihren kann. Diese Tropfen
sind unerwiinscht, da sie unkontrolliert auf den beschichteten Lack tropfen und die Lackschicht
zerstéren kdnnen.

[0019] Beispielsweise ist der Druck der Lésungsmittelatmosphére gréBer oder gleich 0,5 bar,
insbesondere gréBer oder gleich 0,7 bar, wodurch eine zuverlassige Entfernung der Lackparti-
kel und der Unebenheiten gewahrleistet wird.

[0020] Das beschichtete Substrat kann der Lésungsmittelatmosphére fiir 480 s oder weniger,
insbesondere fir 420 s oder weniger ausgesetzt sein. Diese Zeitdauer ist lang genug, damit
Lackpartikel aufgelést und Unebenheiten ausgeglichen werden, jedoch kurz genug, damit der
aufgebrachte Lack nicht wieder angeldst wird und zu flieBen beginnt.

[0021] In einer Ausfiihrungsvariante der Erfindung wird der Lack durch Spriihen gleichméBig
auf das Substrat aufgebracht, wodurch das Substrat auf erprobte Weise gleichmafig beschich-
tet werden kann, selbst wenn das Substrat Topografien aufweist.

[0022] Die Erfindung betrifft ferner eine Vorrichtung zur Durchfihrung des erfindungsgemafien
Verfahrens, zum Planarisieren einer Lackschicht auf einem Substrat, mit einem Behandlungs-
raum, einer Trocknungsvorrichtung, die dazu ausgebildet ist, den Lésungsmittelanteil der Lack-
schicht zu verringern, und einem Verdampfer zur Erzeugung einer Lésungsmittelatmosphéare im
Behandlungsraum. Durch die Vorrichtung ist es mdglich, eine Lackschicht zu trocknen, d. h.
den Lésungsmittelanteil des Lackes soweit zu verringern, dass er nicht mehr flieBt. Zudem
kénnen Unebenheiten und Lackpartikel auf der Lackschicht durch die Lésungsmittelatmosphéare
entfernt werden.
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[0023] Dabei ist der Begriff ,Verdampfer® nicht auf Vorrichtungen beschrénkt, die aus Feststof-
fen oder Flissigkeiten ein Gas erzeugen. Der Begriff umfasst auch andere Vorrichtungen, die in
der Lage sind, eine Ldsungsmittelatmosphére im Behandlungsraum zu erzeugen, wie bei-
spielsweise einen Gasvorratsbehélter mit passendem Ventil.

[0024] Vorzugsweise weist die Vorrichtung eine Beschichtungsvorrichtung auf, die die Lack-
schicht gleichmaBig auf das Substrat aufbringen kann, insbesondere aufspriihen kann. Dadurch
kann auf erprobte Weise eine gleichmafige Lackschicht auf Substraten erzeugt werden, insbe-
sondere auch auf Substraten mit Topografien.

[0025] Beispielsweise weist die Trocknungsvorrichtung eine Vakuumpumpe und/oder wenigs-
tens eine Venturi-Dise auf, die ein Vakuum im Behandlungsraum erzeugen kann, sodass L&-
sungsmittel aus der aufgetragenen Lackschicht verdampft und sich der Lésungsmittelanteil der
Lackschicht verringert.

[0026] In einer Ausflhrungsvariante ist die Trocknungsvorrichtung eine Heizvorrichtung, die die
Lackschicht erwarmen kann, sodass ebenfalls der Lésungsmittelanteil der aufgetragenen Lack-
schicht verringert wird.

[0027] In einer Ausgestaltung der Erfindung weist die Vorrichtung ein Heizsystem auf, das die
Atmosphére im Behandlungsraum erhitzen kann, wodurch die Temperatur der Atmosphére im
Behandlungsraum kontrolliert werden kann. Zum Beispiel kann durch dieses Heizsystem auch
die aufgetragene Lackschicht erwarmt werden.

[0028] In einer Ausfihrungsform der Erfindung erzeugt der Verdampfer eine Lésungsmittelat-
mosphare mit einem Lésungsmittelanteil von wenigstens 50 Mol-%, insbesondere wenigstens
70 Mol-%, wodurch eine Lésungsmittelkonzentration in der Atmosphére gewéhrleistet ist, die
ausreichend hoch ist, um Unebenheiten einzuebnen und Lackpartikel aufzulésen.

[0029] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden
Beschreibung sowie aus den beigefligten Zeichnungen, auf die Bezug genommen wird. In den
Zeichnungen zeigen:

[0030] Figur 1 schematisch eine Vorrichtung gemaf einer ersten Ausfihrungsform
der Erfindung;

[0031] Figur 2 schematisch eine Vorrichtung geman einer zweiten Ausflihrungs-
form der Erfindung; und

[0032] Figuren 3a bis 3¢ schematisch im Schnitt ein zu beschichtendes Substrat zu ver-
schiedenen Zeitpunkten des erfindungsgemaBen Verfahrens.

[0033] In Figur 1 ist schematisch eine Vorrichtung 10 dargestellt, die zur Beschichtung und
Behandlung eines Substrats dient. Bei dem Substrat handelt es sich beispielsweise um einen
Halbleiter, der spéater weiterbearbeitet wird.

[0034] Die Vorrichtung 10 weist einen Behandlungsraum 12 auf, in dem ein Substrathalter 14
vorgesehen ist. Mit dem Behandlungsraum 12 stehen ein Verdampfer 16 und eine Trocknungs-
vorrichtung 18 in Verbindung.

[0035] Zudem kann die Vorrichtung 10 mit einer Beschichtungsvorrichtung 20 versehen sein.

[0036] Die Vorrichtung 10 weist auch ein Heizsystem 22 auf, das im Behandlungsraum 12
angeordnet ist und das die Atmosphéare innerhalb des Behandlungsraumes 12 erhitzen kann.

[0037] Das Heizsystem 22 kann beispielsweise durch Heizstangen oder -wendeln im Behand-
lungsraum 12 gebildet werden.

[0038] Die Beschichtungsvorrichtung 20 weist in der gezeigten Ausfiihrungsform eine Diise 24
auf, mit der ein auf dem Substrathalter 14 angeordnetes Substrat 26 gleichmafBig mit Lack
bespriiht werden kann.

[0039] Die Trocknungsvorrichtung 18 weist in der ersten Ausfihrungsform eine Vakuumpumpe

3/10



D sstenreichisches AT 516 292 B1 2018-01-15

pateatamt

28 auf, die fluidisch mit dem Behandlungsraum 12 verbunden ist und diesen evakuieren kann.
Beispielsweise kann die Vakuumpumpe 28 den Druck im Behandlungsraum 12 auf 0,2 bar
reduzieren.

[0040] Weiterhin kann die Trocknungsvorrichtung 18 wenigstens eine Venturi-Dise zur Evaku-
ierung des Behandlungsraumes 12 aufweisen.

[0041] Der Verdampfer 16 ist derart ausgebildet, dass er eine Lésungsmittelatmosphére im
Behandlungsraum 12 erzeugen kann. Zu diesem Zweck steht er ebenfalls mit dem Behand-
lungsraum 12 in fluidischer Verbindung.

[0042] Der Verdampfer 16 kann beispielsweise eine mit Lésungsmittel gefiillte Gaswaschfla-
sche aufweisen, durch die ein Gasstrom, insbesondere ein Stickstoffstrom, geleitet wird,
wodurch das Lésungsmittel verdampft. Das verdampfte Lésungsmittel wird dann zusammen mit
dem Stickstoff in den Behandlungsraum 12 eingeleitet.

[0043] Selbstversténdlich sind andere Arten der Bereitstellung einer Ldsungsmittelatmosphére
denkbar, beispielsweise das thermische oder mechanische Verdampfen von Lésungsmittel oder
die Verwendung eines Ldsungsmittelreservoirs, in dem ein Lésungsmittel bereits in Gasform
vorhanden ist.

[0044] Der Lésungsmittelanteil der vom Verdampfer 16 erzeugten Ldsungsmittelatmosphére
betragt wenigstens 50 Mol-%, insbesondere wenigstens 70 Mol-%.

[0045] Das Lésungsmittel ist beispielsweise Aceton oder Methylethylketon.

[0046] Das mithilfe der Vorrichtung ausgefiihrte Verfahren zum Beschichten eines Substrats mit
einem Lack und Planarisieren der auf dem Substrat 26 aufgebrachten Lackschicht wird im
Folgenden anhand der Figuren 3a bis 3¢ beschrieben.

[0047] Figur 3a zeigt ausschnittsweise ein zu beschichtendes Substrat 26 schematisch im
Querschnitt. Zu Beginn des Verfahrens ist das Substrat 26 unbeschichtet und frei von Ver-
schmutzung.

[0048] Das gezeigte Substrat 26 ist hier zur Vereinfachung als eben dargestellt. Jedoch kann
das erfindungsgemafe Verfahren ebenso auf Substrate angewandt werden, die vertikale, drei-
dimensionale Topografien aufweisen.

[0049] Mithilfe der Beschichtungsvorrichtung 20 wird nun der Lack, welcher ein Gemisch aus
dem fir die gewinschte Anwendung passenden Lack und einem Lésungsmittel ist, gleichmaBig
auf das Substrat 26 aufgebracht, beispielsweise durch Spriihen.

[0050] In Figur 3b ist das Substrat 26 mit aufgebrachter Lackschicht 30 dargestellt.

[0051] Zu erkennen ist, dass der Lack hier lokale Unebenheiten 32 aufweist. Auch kénnen sich
Lackpartikel 34 auf der Lackschicht 30 angesammelt haben. Diese Lackpartikel 34 kdnnen sich
beispielsweise dadurch bilden, dass einzelne Lacktropfen, die von der Diise 24 erzeugt wurden,
wahrend des Fluges zum Substrat 26 austrocknen und hohle Kugeln bilden.

[0052] Sowohl die Lackpartikel 34 als auch die Unebenheiten 32 sind unerwiinscht, da sie die
Qualitét des weiteren Nano- bzw. Mikrofabrikationsprozesses beeintrachtigen kénnen.

[0053] Zur Entfernung der Unebenheiten 32 und Lackpartikel 34 wird der auf dem Substrat 26
aufgebrachte Lack, also die Lackschicht 30, getrocknet, wodurch sich der Lésungsmittelanteil
der Lackschicht 30 verringert.

[0054] Dies kann dadurch geschehen, dass der Behandlungsraum 12 mithilfe der Vakuum-
pumpe 28 und/oder Venturi-Dise evakuiert wird. Beispielsweise kann ein Druck von 0,2 bar im
Behandlungsraum 12 erzeugt werden. Das beschichtete Substrat 26 wird somit einem Vakuum
ausgesetzt.

[0055] Durch den Unterdruck verdampfen Teile des Lésungsmittels des Lackes, sodass der
Lésungsmittelanteil der Lackschicht 30 verringert wird. Die Lackschicht 30 mit dem verringerten
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Lésungsmittelanteil weist nun eine vergréBerte Viskositédt auf, sodass die Lackschicht 30 nicht
mehr flieBen kann.

[0056] Dies ist insbesondere fiir Substrate mit Topographien von Bedeutung, da ein zu fllissiger
Lack in Mulden und Vertiefungen des Substrat flieBen wiirde, sodass hdherliegende Ecken und
Kanten ohne ausreichende Lackschicht verbleiben wiirden.

[0057] AnschlieBend wird mithilfe des Verdampfers 16 gasférmiges Lésungsmittel, beispiels-
weise Aceton oder Methylethylketon, in den Behandlungsraum 12 eingebracht, sodass sich
eine Losungsmittelatmosphéare im Behandlungsraum 12 ausbildet.

[0058] Als besonders geeignet hat sich herausgestellt, einen Ldsungsmittelanteil in der L6-
sungsmittelatmosphare von wenigstens 50 Mol-% und insbesondere wenigstens 70 Mol-% zu
verwenden.

[0059] Der Druck der Lésungsmittelatmosphére ist vorzugsweise gréBer oder gleich 0,5 bar,
insbesondere gréBer oder gleich 0,7 bar.

[0060] Falls notwendig, kann mithilfe des Heizsystems 22 der Behandlungsraum 12 beheizt
werden, sodass die Temperatur der Lésungsmittelatmosphéare erhéht wird, beispielsweise auf
eine Temperatur oberhalb der Siedetemperatur des Lésungsmittels.

[0061] Die Lésungsmittelatmosphédre im Behandlungsraum 12 wirkt auf die Lackschicht fir
wenige Minuten ein. Als besonders geeignet hat sich eine Einwirkdauer von nicht mehr als
480 s herausgestellt, besonders bevorzugt von nicht mehr als 420 s.

[0062] Dabei kann der Beginn bzw. das Ende der Dauer, fiir die das Substrat 26 der Lésungs-
mittelatmosphédre ausgesetzt wird, dadurch definiert sein, dass der Ldsungsmittelanteil der
Lésungsmittelatmosphére einen bestimmten Wert Uber- bzw. unterschreitet, beispielsweise 50
Mol-% oder 70 Mol-%.

[0063] Nachdem das beschichtete Substrat 26 mit der Lackschicht 30 der Lésungsmittelat-
mosphére ausgesetzt wurde, wird die Lésungsmittelatmosphéare aus dem Behandlungsraum 12
entfernt. Dies geschieht beispielsweise dadurch, dass der Behandlungsraum 12 mit einem
Inertgas, z.B. Stickstoff, gespiilt wird. Dieser Schritt kann jedoch auch mithilfe der Vakuumpum-
pe 28 und/oder Venturi-Duse erfolgen.

[0064] Durch das gasférmige Lésungsmittel in der Lésungsmittelatmosphare wurden die Un-
ebenheiten 32 eingeebnet und die Lackpartikel 34 auf der Lackschicht 30 aufgelbst, sodass nun
eine homogene und planare Oberflache der Lackschicht 30 entstanden ist. Die Lackschicht 30
ist also (nahezu) frei von Unebenheiten 32 und Lackpartikeln 34. Das Substrat 26 nach dem
Aussetzen in der Lésungsmittelatmosphare ist in Figur 3¢ dargestellt.

[0065] Nun kann das beschichtete Substrat 26 mit der Lackschicht 30 erhitzt werden, sodass
die Lackschicht 30 einem Softbake unterzogen wird.

[0066] Das beschichtete Substrat 26 mit der Lackschicht 30 kann anschlieBend weiterverarbei-
tet, beispielweise belichtet werden.

[0067] Der Druck, die Temperatur und der Lésungsmittelanteil der Lésungsmittelatmosphéare
sowie die Dauer, die das Substrat der Lésungsmittelatmosphére ausgesetzt ist, und weitere
Parameter sind beispielhaft und missen z.B. an das verwendete Lésungsmittel und an den
verwendeten Lack angepasst werden, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

[0068] In Figur 2 ist eine zweite Ausfiihrungsform der Vorrichtung 10 dargestellt. Sie entspricht
im Wesentlichen der ersten Ausfihrungsform geman Figur 1, sodass gleiche und funktionsglei-
che Teile mit denselben Bezugszeichen bezeichnet werden. Nachfolgend wird lediglich auf die
Unterschiede eingegangen.

[0069] Die Trocknungsvorrichtung 18 der Vorrichtung 10 der zweiten Ausfihrungsform weist
keine Vakuumpumpe, sondern eine Heizvorrichtung 36 auf.

[0070] Die Heizvorrichtung 36 ist beispielsweise im Substrathalter 14 vorgesehen und kann das
Substrat 26 und eine eventuell darauf aufgebrachte Lackschicht 30 erhitzen.
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[0071] Das mithilfe der Vorrichtung 10 gemaR der zweiten Ausfihrungsform durchgefiihrte
Verfahren entspricht ebenfalls im Wesentlichen dem bereits beschriebenen Verfahren. Jedoch
wird der L&sungsmittelanteil des auf dem Substrat 26 aufgebrachten Lackes, also der Lack-
schicht 30, auf andere Weise verringert.

[0072] Die Heizvorrichtung 36 erwarmt das beschichtete Substrat 26 mit der Lackschicht 30,
sodass das Ldsungsmittel in der Lackschicht 30 teilweise verdampft, wodurch der Lésungsmit-
telanteil der Lackschicht 30 verringert wird.

[0073] AuBerdem kann die im Behandlungsraum 12 erzeugte Lésungsmittelatmosphére mittels
eines Lufters 40, der in einem Liftungsschacht zwischen Behandlungsraum 12 und Umgebung
der Vorrichtung 10 vorgesehen ist, aus dem Behandlungsraum 12 abgefihrt werden.

[0074] Selbstverstandlich kénnen die Merkmale der gezeigten Ausfiihrungsformen beliebig
miteinander kombiniert werden. Beispielsweise ist es denkbar, dass die Vorrichtung 10 sowohl
eine Heizvorrichtung 36 als auch eine Vakuumpumpe 28 aufweist. Dadurch ist es méglich, eine
sehr reine Lésungsmittelatmosphére zu erzeugen, da der Behandlungsraum 12 evakuiert wer-
den kann, bevor die Lésungsmittelatmosphére in den Behandlungsraum 12 eingebracht wird.

[0075] Ebenfalls ist es denkbar, dass die Heizvorrichtung 36 und das Heizsystem 22 durch
dieselben Heizelemente gebildet werden, sodass mit diesen Heizelementen sowohl der Be-
handlungsraum 12 und somit die L&sungsmittelatmosphére als auch das beschichtete Substrat
26 erhitzt werden kann.
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Patentanspriche

1.

10.

11.

12.

13.

14.

Verfahren zum Beschichten eines Substrats (26) mit einem Lack, mit den folgenden Schrit-
ten:

- zunéchst wird der Lack gleichmaBig auf das Substrat (26) aufgebracht,

- anschlieBend wird der Lésungsmittelanteil des auf dem Substrat (26) aufgebrachten La-
ckes (30) verringert,

- danach wird das beschichtete Substrat (26) einer Lésungsmittelatmosphére in einem
Behandlungsraum (12) ausgesetzt.

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das beschichtete Substrat,
nachdem es der Lésungsmittelatmosphéare ausgesetzt wurde, erhitzt wird und somit der
aufgebrachte Lack (30) einem Softbake unterzogen wird.

Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das beschichtete
Substrat zur Verringerung des Lésungsmittelanteils des auf dem Substrat (26) aufgebrach-
ten Lackes (30) einem Vakuum ausgesetzt wird.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass
das beschichtete Substrat (26) zur Verringerung des Ldsungsmittelanteils des auf dem
Substrat (26) aufgebrachten Lackes (30) erhitzt wird.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Lésungsmittelatmosphére einen Lésungsmittelanteil von wenigstens 50 Mol-%, insbe-
sondere wenigstens 70 Mol-% aufweist.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Lésungsmittel der Lésungsmittelatmosphére Aceton oder Methylethylketon ist.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Temperatur der Ldsungsmittelatmosphére oberhalb der Siedetemperatur des L&-
sungsmittels liegt.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Druck der Lésungsmittelatmosphére gréBer oder gleich 0,5 bar, insbesondere gréBer
oder gleich 0,7 bar ist.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass
das beschichtete Substrat (26) der Lésungsmittelatmosphére fiir 480 s oder weniger, ins-
besondere fir 420 s oder weniger ausgesetzt ist.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Lack durch Spriihen gleichmaBig auf das Substrat aufgebracht wird.

Vorrichtung zur Durchfihrung des Verfahrens nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
zum Planarisieren einer Lackschicht (30) auf einem Substrat (26), mit einem Behandlungs-
raum (12), einer Trocknungsvorrichtung (18), die dazu ausgebildet ist, den Lésungsmittel-
anteil der Lackschicht (30) zu verringern, und einem Verdampfer (16) zur Erzeugung einer
Lésungsmittelatmosphére im Behandlungsraum (12).

Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung (10) eine
Beschichtungsvorrichtung (20) aufweist, die den Lack gleichméaBig auf das Substrat auf-
bringen kann, insbesondere aufspriihen kann.

Vorrichtung nach Anspruch 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Trocknungs-
vorrichtung (18) eine Vakuumpumpe (28) aufweist, die ein Vakuum im Behandlungsraum
(12) erzeugen kann.

Vorrichtung nach einem der Anspriche 11 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die
Trocknungsvorrichtung (18) eine Heizvorrichtung (36) aufweist, die die Lackschicht (30)
erwarmen kann.
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15. Vorrichtung nach einem der Anspriche 11 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die
Vorrichtung (10) ein Heizsystem (22) aufweist, das die Atmosphére im Behandlungsraum
(12) erhitzen kann.

16. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 11 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass der
Verdampfer (16) eine Lésungsmittelatmosphare mit einem L&sungsmittelanteil von wenigs-
tens 50 Mol-%, insbesondere wenigstens 70 Mol-% erzeugt.

Hierzu 2 Blatt Zeichnungen

8/10



D sstenreichisches AT 516 292 B1 2018-01-15

pateatamt

1/2
1 @\v 2)8 /2)2 /10
e
T 12
20
-

\
/ \q 24
16—

Fig. 1

/

NG
li
[,

16 14

Fig. 2

9/10



2/2

32 32 34 30

SY

|
) /)

26

10/10

AT 516 292 B1 2018-01-15



	BIBLIOGRAPHY
	DESCRIPTION
	CLAIMS
	DRAWINGS

